Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do czyszczenia  masek fotolitograficznych

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Producent urządzenia
	
	podać

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Rok produkcji
	2010, fabrycznie nowe.
	potwierdzić

	5.
	Rodzaje procesów
	Czyszczenie (płukanie, suszenie) powierzchni szklanych i kwarcowych masek fotolitograficznych.
	potwierdzić

	6.
	Parametry płukania masek fotolitograficznych
	Urządzenie wyposażone w linię wody dejonizowanej pod ciśnieniem, płuczącej całą powierzchnię maski. Połączenie linii wodnej z urządzeniem musi być sterylne i uniemożliwiać rozwój flory bakteryjnej w linii wodnej.
	potwierdzić

	7.
	Parametry suszenia masek fotolitograficznych
	Suszenie powierzchni masek strumieniem azotu pod ciśnieniem.
	potwierdzić

	8.
	Wymiary masek fotolitograficznych
	 Urządzenie musi zapewniać możliwość czyszczenia masek o wymiarach 2”, 2,5” i 4”.
	potwierdzić

	9.
	Kontrola procesu
	Automatyczna kontrola procesu czyszczenia powierzchni masek. Recepty  czyszczące zapewniające różne czasy suszenia i płukania masek. 
	potwierdzić

	10.
	Zabezpieczenia 
	Uchwyty zabezpieczające przed uszkodzeniem maski w procesie czyszczenia, próżniowe mocowanie maski do stolika. 

Wyposażenie urządzenia w wieko zamykające komorę czyszcząca w czasie trwania procesu. 
	podać

	11.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	zapewnione
	potwierdzić

	12.
	Termin realizacji zamówienia
	Maksymalnie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.
	potwierdzić i podać

	13.
	Okres gwarancji 
	Minimum  12  miesięcy – liczony od daty dostawy.
	potwierdzić i podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty
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